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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

微量分析技術は理学、工学、医学の基盤技術であり、特に生化学や臨床検査の分野
では、化学物質や生体分子の検出に必要不可欠である。これまで我々は、電子線
（EB）リソグラフィを用いてSilicon on insulator（SOI）基板への微細加工を行い、
幅約11 nmのSiナノワイヤ（SiNW）を形成し、aMレベルの超低濃度IgG（抗体）
の検出を確認した。さらなる高感度化を目指して、EB描画および反応性イオンエッ
チング（RIE）の条件最適化を進めると共に、有限要素解析によるシミュレーショ
ンで不純物濃度依存性を調査して、超高感度SiNWバイオセンサを作製することを
目的とした。

実験
Experimental

フォトリソグラフィでTi電極を形成したn型SOI基板上にEBリソグラフィにより、
ネガ型EBレジストのHSQを用いたレジスト細線パターンを形成した。そして、それ
をマスクとしてRIEによってSiデバイス層をエッチングして、SiNWを形成した。

結果と考察
Results and Discussion

今年度はRIE、ステルスダイサー、電子線描画装置等の利用のためグループメンバー
が延べ25日施設を訪問した。電極を形成したSOI基板への重ねEB描画、RIE等を実
施して、幅10.8 nm～155 nmのSiNWが形成できた。SiNW表面に卵白アルブミン
を修飾後に免疫グロブリンG（IgG）を反応させたところ、Fig. 1(a)のように6 aM
（=10-18 mol/L）の超低濃度で特異的結合が確認でき、IgG濃度の増加およびNW細
線化に伴う抵抗変化率の増加も確認できた。さらなる高感度化を目指して、NW幅
と不純物濃度を変化させた有限要素解析を実施したところ、Fig. 1(b)のようにNW
幅の減少および不純物濃度の減少に伴う抵抗変化率の急激な増加が確認できた。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

Fig. 1 Resistance change ratio based on the characteristics of SiNW biosensor;
(a) IgG detection results using SiNW biosensor, (b) Simulation results on the
dependence of NW width and impurity concentration.
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